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Vakum sistemleri kullananlar i¢in

2 altin oneril

1- Vakum sistemini teslim almadan 6nce mutlaka sizinti
tespit cihazi ile toplam sizinti degerinin olciilmesini
talep edin. Eger disaridan sizinti yok ise istediginiz
vakum seviyesine diismenizdeki tek engel
kullandiginiz malzemelerdir. Ancak, eger disaridan
sizinti var ise, kullandiginiz malzemeleri ne kadar
vakum uyumlu secerseniz secin diisiik vakum seviye-
lerine ulasamazsiniz. Eger ¢ok yuksek vakum diizeyleri
(UHV) talebiniz varsa sisteminizi mutlaka kalinti gaz
analiz cihazi (RGA) ile taratin. RGA size kullanim
amaciniza uygun (yuzey analizi, MBE, vb.) bir gaz
ortaminiz olup olmayacagini séyleyecektir.

2-Eger deneyimli kullanici degilseniz (veya alacaginiz
vakum kaplama sistemini deneyimsiz kisiler kullanacak
ise) sisteminizin otomatik olarak bilgisayar iizerinden
pompalanabiliyor veya vakumunun kirilabiliyor
olmasina 6nem verin. Sisteminizin otomasyon ve kon-
trol (OK) yaziliminin mutlaka kullanim hatalarina karsi
koruma onlemlerine sahip olmasini talep edin. Aksi
takdirde sisteminizin 6nemli aksamlarinin émrani
kisaltabilirsiniz. Sisteminizle gelen OK yazlimi, ayrica,
kaplamalarinizi yazilimin size sundugu ve sizin
olusturacaginiz kaplama receteleri Uzerinden yapa-
bilmelidir. Yazihm arayizii, hazirladiginiz receteleri
sabit diskte saklayabilmeli (logbook) ve yeni recete
olusturmanizda size kullandirabilmelidir. Boylece,
proje yoneticisi olarak, arastirma elemaninizin
degismesinden etkilenmezsiniz. Regeteler sayesinde
yeni arastirma elemaninizin eski deneyleri tekrarlaya-
bilmesinde sorun ¢ikmaz.

UHV: Ultra High Vacuum
MBE: Moleculer Beam Epitaxy
RGA: Residual Gas Analyzer
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Ar-Ge calismalarinda kullaniimak Utzere gelistiriimis olan, fotovoltaik
gunes hucresi Uretim sistemidir.

GuUnEr, banyesinde ¢ok sayida ince film kaplama vakum odasi (3 adet
PE-CVD CCP, 1 adet PE-CVD ICP, 1 adet magnetron sactirma vakum
odasl) ve yukleme-transfer odasi barndirmaktadir. Her bir vakum
odasinda, farkh tekniklerle degisik malzemeler, 250 x 250 x 2 mm
boyutlarindaki bir cam ylzeye kaplanabilmektedir. Bu sekilde, foto-
voltaik hucreyi olusturacak olan cam ylzey, vakum kinlmaksizin tst Gste
kaplama proseslerine girerek, ¢cok-katmanli ince film kaplamalarn elde
edilmektedir.

Kaplanacak olan numune, vakum odalarn arasinda bir robot kol
tarafindan sirayla dolastinimakiadir. Tim prosesler ve islemler, Vaksis
Otfomasyonu ile bilgisayar Uzerinden kontrol ediimektedir
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a-Si:H (i, p. n-tipi) Malzemeleri Biriktirmek icin
PE-CVD CCP Vakum Odalari

En DUsUk Basing: < 1x10¢ Tormr
Gaz Akis KontrolcUsU: 9 Unite MFC
Alitas Boyutu: 250 mm x 250 mm x 2 mm
Konftrol: Bilgisayar kontrollG

uc-Si:H (i, p. n-tipi) Malzemeleri Biriktirmek icin
PE-CVD-ICP Vakum Odalari

En DUsUk Basing: < 1x10¢ Tomr
Gaz Akis KontrolcUsU: 9 Unite MFC
Alttas Boyutu: 250 mm x 250 mm x 2 mm
Kontrol: Bilgisayar kontrollG

TCO ince Film BOyUtmek icin
Magnetron Sactirma Odasi

En DUsUk Basing: < 1x10¢ Torr
Kaynak Sayisi: 2 Magnetron

Gaz Akis KontrolcUsu: 2 Unite MFC
Alttas Boyutu: 250 mm x 250 mm x 2 mm
Kontrol: Bilgisayar kontroll

YUkleme ve Transfer Odasi

En DUsUk Basing: < 5x10°¢ Torr
Yukleme: Ustten

Alttasin diger vakum odalarnna
fransferi 360° ddnebilen robotik bir kol
mekanizmaslyla gerceklestiriliyor
Kontrol: Bilgisayar kontroll
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csm |NSTRUMENTS SA VAKsis

1. Yizey islemleri Sempozyumu (15-18 Haziran 2011)

Excellet

TMMOB Metalurji Mihendisleri Odasi ve Advanced Mechanica Suface Tsting |
TMMOB Kimya Muhendisleri Odasi ortakligi ile ‘
istanbul Teknik Universitesi Taskisla Kampst

diizenlenen '1. Uluslararasi Yizey islemleri Sempozyumu'na
firmamiz da CSM firmasiyla birlikte katildl.

2. NanolR VII (27 Haziran 2011 - 1 Temmuz 2011)

Nanobilim ve Nanoteknoloji Konferansrnin yedincisi

(NanolR VII-2011) 27 Haziran 2011 - 1 Temmuz 2011 tarihleri
arasinda Sabanci Universitesi Kampusi'nde diizenlendi.
Bircok katilimeinin yer aldigi organizasyonda Vaksis sistemleri
tanitildi. Ayrica ince film kaplama sistemlerinde kullanilan
yerli Uretim izolasyon vanasi hakkinda bilgi verirdi.

Yayin Sahibi: Vaksis Ar-Ge ve Miihendislik Egitim Danigsmanlik Makine San. VA KSIS

Ve Tic. Ltd. Sti. adina Dog. Dr. Baybars Oral e Adres: Bilkent Universitesi - s 5
Merkez Kampus Ankara Teknoloji Gelistirme Bolgesi Cyberplaza, B-220 AK'QE VE ”anNDISLlK

Bilkent 06800 ANKARA e Tel: 0312 265 0146  Fax: 0312 265 0147 e 3 ayda bir
yaymlanir e Yayin tiirii: Biilten, Siireli e elektronik ortamda dagitilmaktadir .
PR . b Her Hakki Sakhidir. © 2011



